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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

最先端システムLSIの実現には、更なる高性能、低消費電力のCMOSデバイス技術
が必要である。今回は、CMOS論理回路の試作を通じてプロセス基礎技術とトラン
ジスタ・回路の基本技術の習得を目的とする。

実験
Experimental

【利用した主な装置】レイアウト設計ツール、酸化炉、ﾏｽｸﾚｽ露光装置、イオン注
入装置、ウェル拡散炉、スパッタ装置(Al用)、エッチング装置(レジスト Ashing用)、
ポストメタライゼーションアニール（PMA）炉、半導体パラメータ・アナライザ
【実験方法】 設計した回路図をもとに、n-wll形成、アクティブ領域形成、ソース/
ドレイン形成、ゲート酸化膜形成、コンタクトホール形成、電極形成の順でNOR回
路およびRS Flip-Flop回路を作成した。作成した回路は半導体パラメータ・アナラ
イザを使用して電気計測を行った。

結果と考察
Results and Discussion

回路の設計図と作成した回路写真をFig. 1~4に示す。次に、Fig. 5にNOR回路の入
出力波形、Fig. 6にRS Filp-Flop回路の入出力波形を示す。
NOR回路の真理表の通り、入力1と入力2のどちらか一方、または両方の電圧が5V
の電圧をかけた場合に出力が0Vとなり、入力1と入力2の両方に0Vの電圧をかけた
場合、出力が5Vとなることが確認できた。
RS Flip-Flop回路の真理表の通り、入力Rと入力Sが0Vの時、以前の出力状態を保持
されていることが確認できた。
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Fig. 1 Designed NOR
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Fig. 2 Fabricated NOR
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Fig. 3 Designed RS Flip-Flop
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Fig. 4 Fabricated RS Flip-Flop
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Fig. 5 NOR Input/Output Waveform
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Fig. 6 RS Flip-Flop Input/Output Waveform



その他・特記事項（参考
文献・謝辞等）

Remarks(References and
Acknowledgements)

本実習を行なうにあたり、ご支援、ご指導いただきました広島大学ナノデバイス研
究所の皆様に感謝いたします。

成果発表・成果利用 / Publication and Patents

DOI（論文・プロシーディ
ング）

DOI (Publication and
Proceedings)

口頭発表、ポスター発表
および、その他の論文

Oral Presentations etc.

特許出願件数
Number of Patent

Applications
0件

特許登録件数
Number of Registered

Patents
0件


